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摘要(译)

边缘场开关薄膜晶体管基板包括连接到栅极线的栅电极，连接到数据线
的源电极，与像素电极相对的漏电极和限定源电极和漏电极之间的沟道
的半导体层。公共电极从公共线延伸到像素区域中。像素电极从漏电极
延伸到与公共电极重叠的像素区域与栅极绝缘膜。栅极线和公共线由具
有双导电层的第一导电层组形成，并且公共电极由公共线的最下层的延
伸形成。数据线，源电极和漏电极由具有双导电层的第二导电层组形
成。
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